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（出典）2009.5.25 JST研究開発戦略センター 中山智弘 
「ナノテクノロジー・材料分野の研究開発のアウトプットに関する事例調査（中間報告）」 

【参考6】 ナノテクノロジー・材料分野の研究開発の 
アウトプットに関する事例(2)  


